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(54) Nazev vynélezu:
Odraziva metalicka rezonanéni difrakéni
miizka s vytékajicim videm, zpisob jeji
vyroby a jeji pouziti

(57) Anotace:
Reseni poskytuje odrazivou metalickou rezonanéni
difrakéni miizku s vytékajicim videm, sestavajici z
nosného substratu (1), souvislé metalické odrazivé vrstvy
(2), dielektrické vinovodné vrstvy (3) a periodického
difrak¢éniho obrazce (4) majiciho formm metalickych
prouzki s periodou mensi nebo srovnatelnou s vinovou
délkou svétla, pro néjz je difrakéni miizka ur¢end. Takto
vznikl4 struktura se pro vy$§i mechanickou a chemickou
odolnost muze, ale nemusi, dale chranit depozici tenké
ochranné dielektrické vrstvy (5) s vhodnym indexem
lomu.
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QOdraziva metalicka rezonan¢ni difrak¢ni m¥izka s vytékajicim videm, zpisob jeji vyroby a
jeji pouziti

Oblast techniky

Vynalez se tyka nového feseni mechanicky vysoce odolnych odrazivych difrakénich mfizek pro
ucinnou spektralni optickou filtraci, zpiisobu jejich vyroby a jejich pouZziti.

Dosavadni stav techniky

Difrakéni miizky slouzi ke spektralni filtraci a uhlovému rozdéleni svétla. Vyrabi se napriklad
holograficky nebo rytim. Holografické difrakéni mfizky maji obvykle sinusové modulovany
profil a proto nizkou difrak¢ni uéinnost. Proces ryti umozituje pripravit pilovity profil s vysokou
difrakéni ucinnosti pro urCity difrakéni fad, ale proces je drahy a pomaly. Rytim se proto
pripravuje raznice, ktera se nasledné pouziva pro replikaci mfizek otisknutim do mékkych
materialt. Druhotné mfizky vzniklé pokovenim tvarovaného povrchu z mékkého materialu jsou
nachylné k mechanickému poskozeni, napf. pii ¢isténi. Existuji alternativni metody pfipravy
mfizek s pilovitym profilem, napf. Sikmym iontovym leptanim tvrdych materiala (Hiroyuki
Sasai, Blazed diffraction grating and method for manufacturing blazed diffraction grating,
EP 3056929 Al). Na povrchu tvrdych materialti, napf. tavené¢ho kifemene, lze téz pfipravit
hlubokou pravotihlou reliéfni transmisni mfizku, kterda mize mit vysokou difrakéni Géinnost ve
zvoleném vidu pii Sikmém dopadu (H. T. Nguyen, B. W. Shore, S. J. Bryan, J. A. Britten, R. D.
Boyd, and M. D. Perry, “High-efficiency fused-silica transmission gratings,” Opt. Lett. 22, 142
az 144, 1997). Piiprava pravouhlych mfizek s vysokym pomérem hloubky vrypu k jeho Sifce
pomoci reaktivniho iontového leptani je technicky naro¢na.

Zvlastni kategorii tvofi rezonancni difrakéni mfizky s vytékajicim videm (S. S. Wang, R.
Magnusson, J. S. Bagby, and M. G. Moharam, "Guided-mode resonances in planar dielectric-
layer diffraction gratings," J. Opt. Soc. Am. A 7, 1470 az 1474, 1990). Tyto mfizky jsou tvofené
reli¢fem na povrchu dielektrické vinovodné vrstvy. Spodni strana vlnovodu muze byt tvofena
substratem s indexem lomu mens§im, neZ ma vlnovodna vrstva, zrcadlem sestavajicim z mnoha
dielektrickych vrstev, nebo kovovou vrstvou. Spodni kovova vrstva muze mit reliéfni profil a
dielektricka vlnovodna vrstva potom tento profil kopiruje. Zateni dopadajici na reliéfni difrakéni
miizku budi vlnovodny vid v dielektrické¢ vrstvé, ktery je opét difragovan reliéfni miizkou.
Vytékajici zafeni muZze rezonancné potladit nezadouci difrakéni tad procesem zvanym
destruktivni interference a podpofit zadouci difrakéni fad konstruktivni interferenci. Spektralni
filtry zaloZzené¢ na diclektrickych rezonancnich mfizkach s vytékajicim videm jsou napf.
predmétem patentu US 5598300 (Robert Magnusson, Shu-Shaw Wang, Efficient bandpass
reflection and transmission filters with low sidebands based on guided-mode resonance effects),
patentové prihlasky US 20060024013 A1 (Robert Magnusson, Yiwu Ding, Resonant leaky-mode
optical devices and associated methods).

Podstata vynalezu

Predkladany vynalez se tyka odrazivé metalické rezonancni difrakéni miizky s vytékajicim
videm, ktera obsahuje nosny substrat, souvislou metalickou vrstvu tvofici zrcadlo, dielektrickou
vlnovodnou vrstvu a metalickou mfizku s periodou mensi nebo srovnatelnou s vlnovou délkou
svétla, pro jehoz spektralni filtraci je urena, pficemz vhodnym navrhem periody miizky,
tloustky dielektrické vlnovodné vrstvy a tloustky kovovych vrstev lze dosahnout vysoké
difrakéni ucinnosti do minus prvniho odrazen¢ho difrakéniho fadu a nizké difrakéni ucinnosti v
nultém odrazeném difrakénim fadu pro vlnu polarizovanou v rovin€ dopadu, dale ozna¢ovanou
jako transverzaln¢ magnetickou (TM) polarizovanou vinu.
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Piedmétem predkladaného vynalezu je tedy rezonanéni difrakéni miizka obsahujici nosny
substrat, na kterém je umisténa metalicka odraziva vrstva, na niz je dale umisténa diclektricka
vlnovodna vrstva, na kter¢ je umistén difrak¢ni obrazec, ktery je metalicky. Nosnym substratem
je napriklad kfemenny nosny substrat, dielektrickou vlnovodnou vrstvou muze byt napiiklad
vrstva oxidu kfemicitého nebo oxidu hlinit¢ho.

Ve vyhodném provedeni je na povrch této rezonanéni difrakéni mfizky nanesend ochranna
dielektricka vrstva, kterd zlepsuje chemickou a mechanickou odolnost odrazivé metalické
rezonancni difrakéni mfizky s vytékajicim videm. Diky nizkému profilu obrazce (s vvhodou o
vysce 100 az 200 nm) zajistuje vysokou odolnost proti mechanickému poskozeni pfi Cisténi
miizky.

Ochranna dielektricka vrstva ma téz funkci vlnovodnou a rozsifuje spektralni pasmo, v niz
dosahuje rezonancni difrakéni mrfizka s vytékajicim videm vysokou difrakéni ucinnost.
Diclektricka vinovodna vrstva a ochranna dielektricka vrstva mohou, ale nemusi mit rizny index
lomu. Dielektricka vinovodna vrstva maze byt napriklad vrstva oxidu kiemicitého nebo oxidu
hlinitého.

Ve vyhodném provedeni je difrakénim obrazcem difrakéni mfizka ve formé prouzku s Sitkou w,
opakujicich se s periodou A, pficemz perioda A je zvolena tak, aby pro danou vlinovou délku
zafeni a pro thel dopadu svétla difrakéni mfizka ohybala svétlo pouze do nult¢ho a minus
prvniho fadu v odraZeném 1 proslém zafeni. Odbomik v oboru by byl schopen urdit Sitku prouzku
difrakéni mfizky 1 jejich periodu tak, aby dosahl ohybu svétla pouze do nultého a minus prvniho
fadu v odrazeném i pros§lém zafeni pro danou vlnovou délku zafeni. S vyhodou je perioda A v
rozmezi 800 az 1500 nm.

Ve vyhodném provedenti je tloustka d metalické odrazivé vrstvy vEétsi nez 50 nm, s vyhodou vétsi
nez 100 nm, vyhodnéji od 100 nm do 150 nm.

V jiném vyhodném provedeni je tloustka 4 dielektrické vinovodné vrstvy v rozmezi od 50 nm do
1000 nm, s vyhodou od 60 nm do 500 nm, vyhodnéji od 80 nm do 250 nm.

V dal$im vyhodném provedeni je tloustka 7 difrakéniho obrazce v rozmezi od 50 nm do 200 nm,
s vyhodou od 100 nm do 150 nm.

Ve vyhodném provedeni je Sitka w kovovych prouzkii blizka poloving periody A, zpravidla
0,4A<w<0,6A.

V jednom provedeni je tloustka p ochranné dielektrické vrstvy v rozmezi od 50 nm do 1000 nm,
s vyhodou od 100 nm do 500 nm.

Material metalické odrazivé vrstvy a difrakéniho obrazce je s vyhodou vybrany ze skupiny
zahmujici zlato, stiibro, hlinik, s vvhodou je materidlem zlato a/nebo stfibro.

Princip dosazeni vysoké difrakéni UCinnosti v minus prvnim difrakénim fadu a potlaceni
difrakéni ucinnosti v nultém difrakénim fadu je nasledujici. Metalicky obrazec difrakéni miizky
ma periodu zvolenou tak, aby pro danou vlnovou délku svétla a uhel dopadu difragoval svétlo
pouze do nultého a minus prvniho fadu v odrazeném 1 pro§lém zareni. Soucasné se budi vedené
vidy v dielektrické vinovodné vrstvé pod miizkou. Pii vhodné tloust'ce vinovodné vrstvy dojde k
rezonan¢nimu buzeni vedenych vidu, pficemz vidy $ifici se v opacnych smérech maji stejnou
amplitudu, vytvari stojaté vinéni a neunasi energii. Tyto vedené vidy jsou mfizkou opétovné
difragovany do minus prvniho a nultého difrakéniho fadu. Pii vhodné nastavenych parametrech
metalické rezonancni difrakéni mfizky s vytékajicim videm dojde vlivem interference ke
vzajemnému vyruseni prispévku k nultému difrakénimu fadu a ke konstruktivnimu slozeni
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piispévkil k minus prvnimu difrakénimu fadu.

Ve vysledku, vétsina zafeni dopadajici na rezonancni difrakéni miizku s vytékajicim videm je
difragovana do minus prvniho odraZen¢ho fadu. Mala ¢ast dopadajiciho zafeni se proméni na
teplo v metalickych vrstvach s koneénou elektrickou vodivosti. Pro bézn€ pouzivané kovy jako
zlato a stfibro tyto ztraty mohou byt mensi nez 5 %. Metalicka difrakéni mfizka s vytékajicim
videm poskytuje vyznamné vyhody oproti stavajicim feSenim difrakénich mifizek. Je to zejména
velka variabilita spektralni §itky, vysoka difrakéni ucinnost do minus prvniho odraZené¢ho fadu,
ktera by v pripad¢ dokonale vodivého kovu dosahla 100 %, a v pfipadé realnych kovu presahuje
95 %, velmi nizky povrchovy reliéf, ktery usnadiiuje adrzbu miizky, prodluzuje jeji Zivotnost a
zjednodusuje vyrobu.

Predmétem predkladaného vynalezu je dale zpusob vyroby rezonancni difrakéni mfizky podle
predkladaného vynalezu, kdy se na nosny substrat vakuové napaii metalicka odraziva vrstva,
ktera se dale pokryje dielektrickou vinovodnou vrstvou, na niz se litograficky vytvoii difrakéni
obrazec, poptipad¢ se tento difrakéni obrazec dale pokryje ochrannou dielektrickou vrstvou, ktera
muze, ale nemusi mit stejny index lomu jako dielektricka vlnovodna vrstva.

Pfedmétem piedkladané¢ho vynalezu je rovnéz pouziti rezonancni difrakéni mifizky podle
predkladaného vynalezu pro spektralni optickou filtraci ve spektrometrech, optickych senzorech,
pii vybéru vinové délky v laserech a/nebo k uhlovému rozdéleni svétla podle vlnové délky ve
vlnovych multiplexerech.

Objasnéni vvkresu

Obr. 1: Podélny fez odrazivou metalickou rezonanéni difrakéni mfizkou s vytékajicim videm

Obr. 2: Podélny fez odrazivou metalickou rezonanéni difrakéni mfizkou s vytékajicim videm a s
ochrannou dielektrickou vrstvou

Obr. 3: Difrakéni ucinnost mfizky podle piikladu 1 a obr. 1 s maximem pobliz vinové délky
2000 nm pro thel dopadu 60° a TM polarizaci.

Obr. 4: Difrakéni Géinnost miizky podle prikladu 2 a obr. 1 s maximem na vlnové délce 1550 nm
pro thel dopadu 65° a TM polarizaci.

Obr. 5: Difrakéni Géinnost miizky podle prikladu 3 a obr. 2 s maximem na vinové délce 2000 nm
pro thel dopadu 60° a TM polarizaci.

Obr. 6: Difrakéni G€innost miizky podle piikladu 4 a obr. 2 s difrakéni Géinnosti vEtsi nez 0.9 v
Sirokém spektralnim rozmezi od vinové délky 1605 nm do vlnové délky 2148 nm pii thlu
dopadu 45° a TM polarizaci.

Obr. 7: Difrakéni a€innost miizky podle piikladu 5 a obr. 2 s difrakéni Géinnosti vEtsi nez 0.9 v
Sirokém spektralnim rozmezi od vlnové délky 1330 nm do vlnové délky 1710 nm pii thlu
dopadu 60° a TM polarizaci.

Obr. 8: Difrakéni Géinnost miizky s ochrannou vrstvou ve form¢ oxidu hlinitého podle prikladu 6
a obr. 2 s difrakéni ucinnosti vétsi nez 0,9 ve spektralnim rozmezi od vlnové délky 1342 nm do
vinoveé délky 1698 nm pii pouziti stiibrnych metalickych vrstev (spojita ¢ara) a od vinové délky
1349 nm do vlnové délky 1686 nm pii pouziti hlinikovych metalickych vrstev (pferuSovana ¢ara)
pii uhlu dopadu 60° a TM polarizaci.
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Piiklady uskuteénéni vynalezu

Priklad 1

Provedeni podle vynalezu urcené k dosazeni vysoké difrakéni ucinnosti v minus prvnim
odrazeném difrakénim fadu na vlnové délce 2000 nm, sestavajici z nosn¢ho kiemenného
substratu 1, na ktery je vakuov¢ naparena zlata vrstva 2 o tloustce 125 nm, vrstva 3 oxidu
kfemiciteho o tloustce 190 nm, na niz je litograficky definovan zlaty obrazec 4 o tloustce
125 nm s periodou 1150 nm a stfidou 0,5 (tj. Sitka kovovych prouzku obrazce je stejnd, jako Sitka
mezer mezi sousednimi prouzky). Na obr. 3 je vykreslena spektralni zavislost difrakéni ucinnosti
do minus prvniho fadu pro svétlo dopadajici pod thlem 60° ke kolmici na povrch a TM
polarizaci.

Priklad 2

Provedeni podle vynalezu urcené k dosazeni vysoké difrakéni ucinnosti v minus prvnim
odrazeném difrakénim fadu na vlnové délce 1550 nm, sestavajici z nosné¢ho kiemenného
substratu 1, na ktery je vakuov¢ naparena zlata vrstva 2 o tloustce 125 nm, vrstva 3 oxidu
kfemicit¢ho o tloustce 95 nm, na niz je litograficky definovan zlaty obrazec 4 o tloustce 125 nm
s periodou 857 nm a stfidou 0,5. Na obr. 4 je vykreslena zavislost difrakéni uéinnosti do minus
prvniho fadu pro thel dopadu 65° a TM polarizaci.

Priklad 3

Provedeni podle vynalezu urcené k dosazeni vysoké difrakéni ucinnosti v minus prvnim
odrazeném difrakénim ftadu na vlnové délce 2000 nm, sestavajici z nosn¢ho kifemenného
substratu 1, na ktery je vakuov¢ napaiena zlata vrstva 2 o tloustce 125 nm, dale vrstva 3 oxidu
kfemicit¢ho o tloustce 216 nm, na niz je litograficky definovan zlaty obrazec 4 o tloustce
125 nm s periodou 1150 nm a stiidou 0,5, ktery je dale chranén vrstvou 5 oxidu kfemicitého o
tloustce 150 nm. Toto provedeni se vyznacuje vysokou difrakéni G¢innosti, mechanickou a
chemickou odolnosti. Na obr. 5 je vykreslena zavislost difrakéni uc¢innosti do minus prvniho fadu
pro uhel dopadu 60° a TM polarizaci.

Priklad 4

Provedeni podle vynalezu uréené k dosazeni difrakéni Gi€innosti vyss$i nez 0,9 v minus prvnim
odrazeném difrakénim fadu v Sirokém spektralnim intervalu od vlnové délky 1605 nm do vinové
délky 2148 nm, sestavajici z nosné¢ho kfemenného substratu 1, na ktery je vakuové naparena zlata
vrstva 2 o tloustce 100 nm, vrstva oxidu kiemicitého 3 o tloustce 190 nm, na niz je litograficky
definovan zlaty obrazec 4 o tloustce 100 nm s periodou 1320 nm a stiidou 0,5, ktery je dale
chranén opticky funkéni vrstvou 5 oxidu kiemicitého o tloustce 460 nm. Toto provedeni se
vyznacuje Sirokym a plochym spektralnim prabéhem difrakéni ucinnosti. Na obr. 6 je vykreslena
zavislost difrakéni G€innosti do minus prvniho odrazeného tfadu pro thel dopadu 45° a TM
polarizaci.

Priklad 5

Provedeni podle vynalezu uréené k dosazeni difrakéni Géinnosti vétsi nez 0,9 v minus prvnim
odrazeném difrakénim fadu v Sirokém spektralnim rozmezi od vinové délky 1330 nm do vinové
délky 1710 nm, sestavajici z nosného kiemenncho substratu 1, na ktery je vakuove€ naparena zlata
vrstva 2 o tloustce 100 nm, dale vrstva 3 oxidu kfemic¢itého o tloustce 130 nm, na niz je
litograficky definovan zlaty obrazec 4 o tloustce 100 nm s periodou 960 nm, ktery je dale
chranén opticky funkéni vrstvou 5 oxidu kiemicitého o tloustce 380 nm. Toto provedeni se
vyznacuje Sirokym a plochym spektralnim pribéhem difrakéni G¢innosti, mechanickou a
chemickou odolnosti. Na obr. 7 je vykreslena zavislost difrakéni uc¢innosti do minus prvniho fadu
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pro uhel dopadu 60° a TM polarizaci.
Priklad 6

Provedeni podle vynalezu uréené k dosazeni difrakéni Géinnosti vétsi nez 0,9 v minus prvnim
odrazeném difrakénim fadu v Sirokém spektralnim rozmezi od vinové délky 1342 nm do vinové
délky 1698 nm, sestavajici z nosného kifemenného substratu 1, na ktery je vakuové napafena
stiibrna vrstva 2 o tloustce 100 nm, dale vrstva 3 oxidu kiemicitého o tloustce 130 nm, na niZ je
litograficky definovan stfibmy obrazec 4 o tloustce 100 nm s periodou 960 nm, ktery je dale
chranén opticky funkéni a mechanicky velmi odolnou vrstvou 5 oxidu hlinit¢ho o tloustce
310 nm. Toto provedeni se vyznacuje Sirokym a plochym spektralnim prubéhem difrakeni
ucinnosti, dale pak vysokou mechanickou a chemickou odolnosti. Na obr. 8 je pro popsanou
miizku spojitou Carou vykreslena zavislost difrakéni ti€innosti do minus prvniho fadu pro uhel
dopadu 60° a TM polarizaci. Na obr. 8 je pferuSovanou Carou vykreslena tato zavislost pro
strukturu podle tohoto prikladu, v niz je stfibro nahrazeno hlinikem.

Priklad 7

Provedeni podle prikladu 1 az 6 se piipravi nasledujicim zpusobem. Nosny kiemenny substrat 1
se oCisti oplachnutim acetonem a deionizovanou vodou, vysusi se¢ dusikem a vystavi se pusobeni
kyslikové plazmy v reaktivni iontové leptacce po dobu 1 minuty. Naneseni kovové odrazivé
vrstvy 2 o tloust'ce d se provede z vyhtfivané lodicky v napafovaci aparatuie evakuované pred
zadatkem depozice na tlak nejvySe 10° Pa. Ve stejné aparatufe se napaii oxidova vrstva 3 o
tloust’ce h pomoci elektronového svazku za pfitomnosti kysliku o tlaku 10 Pa. Na takto
pripraveny vzorek s¢ nanese rezist zalozeny na polydimethylglutarimidu (PMGI) metodou spin
coating pii 5000 otackach/minutu po dobu 50 sekund, ktery se vypéka pii teploté 180 °C po dobu
3 minut. Po vychladnuti vzorku se nanese fotorezist Microchem S1805 metodou spin coating pri
5000 otackach/minutu po dobu 50 sekund, ktery se vypéka pii teploté 115 °C po dobu 60 sekund.
Vzorek s fotorezistem se exponuje pomoci fotolitografického systému expozi¢ni davkou
90 mJ/cm? podle piipraveného obrazce. Exponovany vzorek se vypéka pii teploté 115 °C po
dobu 60 sekund. Vzorek se vyvolava ponofenim do vyvojky AZ 726 MIF po dobu 20 sekund.
Nasledn¢ se vzorek umyje deionizovanou vodou a vysusi proudem dusiku. Na vzorek se nanese
kovova vrstva o tloust’ce t v napafovaci aparatufe evakuované pred zacatkem depozice na tlak
nejvySe 107 Pa. Pokoveny vzorek se ponofi na dobu 30 minut do 1azné Technistrip NI555 o
teploté 60 °C, v niz dojde procesem lift-off k uvolnéni obrazce. Po o€isténi obrazce v acetonu,
deionizované vodé a ozoénové CistiCce muze nasledovat napafeni ochranné oxidové vrstvy o
tloust’ce p ve vakuové naparovaci aparature pomoci elektronového svazku za pritomnosti kysliku
o tlaku 10~ Pa.

Prumyvslova vyuzitelnost

Navrhované feSeni odrazivé metalické rezonanéni difrakéni mfizky s vytékajicim videm miiZe
byt s vvhodou vyuzito pro spektralni filtraci svétla ve spektrometrech, optickych senzorech, nebo
pii vybéru vlnové délky v laserech. Dale miiZze byt vyuzito k uhlovému rozd€leni svétla podle
vlnové délky ve vinovych multiplexerech.

PATENTOVE NAROKY

1. Rezonan¢ni difrakéni mfizka, obsahujici nasledujici vrstvy v tomto potfadi: nosny
substrat (1), metalicka odraziva vrstva (2), dielektricka vlnovodna vrstva (3) a difrakéni obrazec
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(4), vyznacujici se tim, Ze difrakcni obrazec (4) je metalicky a je ve form¢e prouzki se Sitkou (w)
opakujicich se s periodou (A), pficemz perioda (A) je urcend tak, aby pro danou vlnovou délku
zafeni a pro thel dopadu svétla difrakéni mfizka ohybala svétlo pouze do nult¢ho a minus
prvniho fadu v odrazeném i proslém zareni.

2. Rezonan¢ni difrakéni miizka podle naroku 1, vyznacujici se tim, Ze na difrakénim obrazci
(4) je dale umisténa ochranna dielektricka vrstva (5).

3. Rezonancni difrakéni miizka podle naroku 1 nebo 2, vyznaéujici se tim, Ze perioda (A) je v
rozmezi 800 az 1500 nm a §itka prouzku w je v rozmezi 0,4 A <w < 0,6 A.

4. Rezonancni difrakéni mfizka podle kteréhokoliv z narokii 1 aZz 3, vyznacujici se tim, Ze
tloustka (d) metalické odrazivé vrstvy (2) je vétsi nez 50 nm, s vvhodou vétsi nez 100 nm,
vyhodné&ji od 100 nm do 150 nm.

5. Rezonanc¢ni difrakéni miizka podle kteréhokoliv z narokt 1 az 4, vyznalujici se tim, Z¢
tloustka (h) dielektrické vinovodné vrstvy (3) je v rozmezi od 50 nm do 1000 nm, s vyhodou od
60 nm do 500 nm, vyhodné&ji od 80 nm do 250 nm.

6. Rezonancni difrakéni miizka podle kteréhokoliv z naroku 1 az 5, vyznalujici se tim, Z¢
tloustka (t) difrakéniho obrazce (4) je v rozmezi od 50 nm do 200 nm, s vyhodou od 100 nm do
150 nm.

7. Rezonan¢ni difrakéni miizka podle naroku 2, vyznadujici se tim, ze tloustka (p) ochrann¢
dielektricke vrstvy (5) je v rozmezi od 50 nm do 1000 nm, s vyhodou od 100 nm do 500 nm.

8. Rezonancéni difrakéni mfizka podle které¢hokoliv z pfedchozich naroki, vyznacujici se tim,
ze material metalické odrazivé vrstvy (2) a difrakéniho obrazce (4) je vybrany ze skupiny
zahrmujici zlato, stiibro, hlinik, s vvhodou je materialem zlato a/nebo stfibro.

9. Zpusob vyroby rezonancni difrakéni miizky podle kteréhokoliv z naroku 1 az 8, vyznacujici
se tim, Ze se na nosny substrat (1) vakuov¢ napafi metalicka odraziva vrstva (2), ktera se dale
pokryje dielektrickou vlnovodnou vrstvou (3), na niz se litograficky vytvoii difrakéni obrazec
(4), popfiipadg se tento difrakéni obrazec (4) dale pokryje ochrannou dielektrickou vrstvou (5).

10. Pouziti rezonancni difrakéni mfizky podle kter¢hokoliv z naroki 1 az 8 pro spektralni
optickou filtraci ve spektrometrech, optickych senzorech, pfi vybéru vinové délky v laserech
a/nebo k thlovému rozdéleni svétla podle vinové délky ve vinovych multiplexerech.

4 vykresy

Seznam vztahovych znacek

1 - nosny substrat

2 - metalicka odraziva vrstva tloustky d

3 - dielektricka vinovodna vrstva tloustky h

4 - odrazivy metalicky difrakéni obrazec tloustky t s periodou A a Sitkou prouzka w
5 - ochranna dielektricka vrstva tloustky p.
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